МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОЯ ПЕРИЛЕНА НА ПОВЕРХНОСТИ КРИСТАЛЛОВ Ni и SiO2
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В работе методом реакционной молекулярной динамики (LAMMPS, ReaxFF) изучена пренуклеационная кластеризация молекул перилена на поверхностях Ni(111) и SiO₂(0001). Показано, что на Ni(111) сильное взаимодействие молекула–подложка приводит к плосколежащей ориентации молекул и режиму роста Странского–Крастанова.
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[bookmark: _GoBack]Рис.1 Формирование слоя перилена на Ni(111) и SiO₂(0001).

На поверхности SiO₂(0001) из-за слабого взаимодействия доминируют межмолекулярные π–π силы, что обусловливает вертикальную/наклонную ориентацию молекул и островковый режим роста Фольмера–Вебера. Установлено, что стабильность пленки перилена увеличивается с толщиной на Ni(111), тогда как на SiO₂(0001) она снижается..
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